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» 按客户要求开发有机硅配方 

» 符合市场潮流的特种有机硅生产线 

» 混合定制能力，配方更便捷，
    降低生产成本 

» 全系列环体，环体混合物，聚二甲基硅         
     氧烷，挥发性线性硅氧烷解决方案 

» 提供高品质的服务 ，从合成到交付

» 美国生产 & 南通仓储 最短的交货期



护肤类

New

有机硅乳化剂 适用于各种体系，包括:W/O、O/W、W/Si、Si/W;并
为最终产品增加柔软、滑爽的感觉

品名 INCI 名称 应用

Andisil® SP 518 D5和PEG/PPG-18/18 
聚二甲基硅氧烷

推荐用于护肤及防晒的W/O型乳液中，减少油腻感

Andisil® SP 518C
50% Concentrate

D5和 PEG/PPG-18/18 
聚二甲基硅氧烷

推荐用于W/O 和 W/S 面霜，防晒，乳液的浓缩型乳化
剂

Andisil® SP 1001 鲸蜡基PEG/PPG-10/1 
聚二甲基硅氧烷

推荐用于 W/O 型面霜，乳液及防晒产品中; 提供优
异的稳定性及有机物相容性

Andisil® SP 2318 聚二甲基硅氧烷和PEG/
PPG-18/18聚二甲基硅氧烷

W/O和W/S 型乳液的无环体乳化剂

Andisil® SP 2318C
50% Concentrate

聚二甲基硅氧烷和PEG/
PPG-18/18聚二甲基硅氧烷

适用于大部分W/O和W/S 型护肤产品的无环体乳
化剂浓缩液

Andisil® SP 4409 PEG-9 聚二甲基硅氧烷     推荐用于护肤及化妆配方的W/O 或 W/Si 乳化剂

Andisil® SP 4412 PEG-12 聚二甲基硅氧烷     推荐用于护肤，化妆，防晒配方的 O/W 乳化剂; 提
高美观，减少表面张力

Andisil® CP 2050 D5和聚二甲基硅氧烷/
PEG-10/15 共聚物

聚二甲基硅氧烷共聚物的混合物用于W/O和W/Si 配
方，给人一种柔软，丝滑的感觉，并提供快速破碎
的效果;建议用于透明配方

Andisil® CP 3020 D5和聚二甲基硅氧烷/
聚甘油-3 共聚物

聚二甲基硅氧烷共聚物的混合物用于W/O和W/Si 配
方，给人一种柔软、丝滑的感觉，并提供快速破     
碎的效果;建议在无PEG配方时使用

复合有机硅树脂 有机硅树脂对于延长护肤配方的耐磨性、耐水洗
性和成膜性是必不可少的

品名 INCI 名称 应用

Andisil® MQ 50C*
50% Resin

D5和三甲基硅烷氧基硅
酸酯

在彩妆产品中提供持久的耐洗性。也建议用于光滑
不油腻的产品配方中

*树脂含量及载体可根据客户要求定制



延展性

保湿性

Film Forming

Softness

具有柔滑触感的挥发性环体硅氧烷环体硅氧烷
品名 INCI 名称 应用

Andisil® D5 环五聚硅氧烷 最常用的挥发性载体

Andisil® D6 环六聚硅氧烷 对比D5，拥有更长效的时间及更好的延展性

Andisil® D56 环五及环六聚硅氧烷 可提供不同挥发特性的环体混合物

线性硅氧烷 模拟环状硅氧烷性质的线性挥发载体。对乳液和乳霜
提供润肤和抗水性

品名 INCI 名称 应用

Andisil® SF 0.65 六甲基二硅氧烷 挥发性最强的硅氧烷

Andisil® SF 1 八甲基三硅氧烷 推荐用于高挥发体系

Andisil® SF 1.5 聚二甲基硅氧烷 推荐用于快速挥发体系

Andisil® SF 2 聚二甲基硅氧烷 推荐用于中等挥发体系

Andisil® SF 3.5 聚二甲基硅氧烷 部分挥发，D5潜在的替代品

有机硅聚醚共聚物 用作硅氧烷和有机体系的乳化剂和增溶剂

品名 INCI 名称 应用

Andisil® SP 4410
HLB: 4.5

PEG-10 聚二甲基硅氧烷  推荐用于止汗剂；减少皮肤刺激和水溶性

Andisil® SP 1818
HLB: 7.0

PEG/PPG-18/18 聚
二甲基硅氧烷

 推荐用于需要抑制表面张力和改善润湿性能的  
 体系

Andisil® SP 4414B
HLB: 8.7

双-PEG-12聚二甲基硅氧烷  推荐用于需要润滑，柔软，护理的护肤体系 

Andisil® SP 4410B
HLB: 10.5

双-PEG-10聚二甲基硅氧烷  推荐与有机物一起使用以提高表面张力 

Andisil® SP 4414
HLB: 13.0

PEG-12 聚二甲基硅氧烷   为洗面乳和乳霜提供柔软和润滑的作用;也可抑制表

面张力。提高发泡时的泡沫稳定性和密度

硅蜡
品名 应用

Andisil® SW 1894
Melting Point 
36-42 °C

INCI 名称
双PEG-18甲基醚二甲基
硅烷  

推荐用于补水配方，提供光滑和柔软的感觉;良好的
有机相容性;为高粘度的配方增稠



护肤类

Spreadability

Hydration

成膜性

柔软性

聚二甲基硅氧烷 线性硅氧烷在护肤产品中提供防水性，延展性，和丝
滑的感觉

品名 INCI 名称 应用

Andisil® SF - Low Visc.
(5 - 200 cSt)

聚二甲基硅氧烷 推荐用于需要轻柔手感的日霜和防晒产品中

Andisil® SF - Mid Visc.
(350 - 5,000 cSt)

聚二甲基硅氧烷 推荐用于丝滑触感的产品中

Andisil® SF - High Visc. 
(10,000 - 600,000 cSt)

聚二甲基硅氧烷 推荐用于厚重质感的产品中

特种硅油
品名 INCI 名称 应用

Andisil® FS 105 三氟丙基聚二甲基硅氧烷 推荐用于耐油型的彩妆产品中;降低面霜和乳液的
表面张力;低折射率

Andisil® FSXL 4505      氢基三氟丙基
聚二甲基硅氧烷

推荐用作粉体表面疏油处理;低折射率

Andisil® XL 11 含氢硅氧烷 推荐用于粉体疏水处理，减少处理中的氢扩散

Andisil® MH30 甲基氢聚硅氧烷 推荐用于粉体疏水处理

苯基改性聚硅氧烷 推荐用于增加彩妆的光泽;与有机成分有良好的相
容性;用于折射率匹配的透明护肤品

品名 INCI 名称 应用

Andisil® PDM 1222*
RI 1.4360

聚二甲基二苯基硅氧烷 推荐用于折光率匹配的抗皱化妆品

Andisil® PTM 34
RI 1.4540

苯基三甲基聚硅氧烷和
聚二甲基硅氧烷醇 

提供良好的成膜性 

Andisil® PTM 20
RI 1.4600

苯基三甲基聚硅氧烷 推荐用于干燥、非油性表面处理和减少油腻感;通过在
皮肤上形成薄膜来减缓水分流失;适用于防晒产品。个
人护理行业中最常用的苯基硅氧烷

Andisil® PDM 1443*
RI 1.5050

聚二甲基二苯基硅氧烷 推荐用于需要增加折光率的彩妆中

Andisil® PXL 2450 
RI 1.4630

氢基聚二甲基二
苯基硅氧烷

推荐用于粉体的处理剂

Andisil® PXL 2460
RI 1.5000

氢基聚二甲基二
苯基硅氧烷

推荐用于粉体的处理剂

*折光率可按客户要求定制



耐磨

保护

Cushion

Emulsifier

硅弹性体 二甲基硅氧烷的交联聚合物和各种载体的混合物;用于
许多配方，以传递一种柔软、丝滑的感觉;为成品提供
清爽的感觉，帮助提高配方稳定性

品名 INCI 名称 应用

Andisil® CP 1020 聚二甲基硅氧烷
和聚二甲基硅氧
烷交联聚合物

推荐用作稠化剂，在油相中具有非常浓稠的稠度;亚光
效果

Andisil® CP 1030 甲基聚三甲基硅氧
烷和聚二甲基硅氧
烷交联聚合物

推荐用作稠化剂，在油相中具有非常浓稠的稠度;亚
光效果

Andisil® CP 1050 D5和聚二甲基硅
氧烷交联聚合物

推荐用于W/O, O/W，和非水乳液，以获得一个透明
的，亚光效果

复合硅油* 挥发性硅氧烷与高分子量生胶相结合，可提供优异的
耐水性、持久性和独特的皮肤触感

品名 INCI 名称 应用

Andisil® SF 1505 D5和聚二甲基硅氧烷醇 推荐用于乳液及精华液的润肤剂，提高防晒产品的耐
水性

Andisil® SF 1605 D6和聚二甲基硅氧烷醇 推荐用于天鹅绒般触感的乳液和乳霜中

Andisil® SF 2205 聚二甲基硅氧烷和聚
二甲基硅氧烷醇

推荐用于需要柔滑，成膜的乳膏、乳液和精华液中

Andisil® SF 2305 聚二甲基硅氧烷和聚
二甲基硅氧烷醇

推荐用于改善质感和防水的防晒产品中

Andisil® SF 2505 聚二甲基硅氧烷和聚
二甲基硅氧烷醇

推荐用于质感厚重的面霜中;更持久的成膜性

Andisil® SF 3005 聚二甲基硅氧烷和C12- 
15烷基苯甲酸酯和聚二
甲基硅氧烷醇

推荐用于长效配方中，层次挥发性和强大的成膜
性

*生胶及挥发性载体的比例可按客户需求定制



护肤类

Long Wear

Protectant

缓冲

乳化

复合硅油乳液* 提供水溶性的复合硅油乳液，更易使用

品名 INCI 名称 应用
Andisil® EM 1505CG 推荐用于乳液及精华液中

Andisil® EM 1605CG 推荐用于丝滑手感的护肤产品中

Andisil® EM 2205CG 推荐用于柔软手感的护肤产品中

Andisil® EM 2305CG 推荐用于提高防晒霜及面霜的质感

Andisil® EM 2505CG 推荐用于晚霜及厚重质感的产品

Andisil® EM 3005CG 推荐用于层次挥发性的长效配方

*有机硅含量可按客户要求定制

D5和聚二甲基硅氧烷醇 
和聚乙二醇单十二醚-23 
和聚乙二醇单十二醚-4 

D6和聚二甲基硅氧烷醇 
和聚乙二醇单十二醚-23 
和聚乙二醇单十二醚-4  

聚二甲基硅氧烷和聚二甲基
硅氧烷醇 和聚乙二醇单十二
醚-23 和聚乙二醇单十二醚-4 

聚二甲基硅氧烷和聚二甲基
硅氧烷醇 和聚乙二醇单十二
醚-23 和聚乙二醇单十二醚-4 

聚二甲基硅氧烷和聚二甲基
硅氧烷醇 和聚乙二醇单十二
醚-23 和聚乙二醇单十二醚-4 

聚二甲基硅氧烷和C12- 15烷
基苯甲酸酯和聚二甲基硅
氧烷醇和十三烷醇聚醚-6 和
十三烷醇聚醚-12 和异癸醇
聚醚-32
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应用
止汗剂和除臭剂 ■ ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦
清洁剂 ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■

面霜 ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
彩妆 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ■

乳液 ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■

精华液 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦
防晒 ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■

洁面 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■

缓冲 ■ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■

乳化
成膜 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■

稳泡 ♦ ♦ ♦
耐磨 ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

润滑 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦ ■ ♦ ■ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦
保湿 ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦
拒油 ♦ ♦
有机物相容性 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
护肤 ■ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ♦
延展 ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■

适用于透明配方 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
适用于处理粉体 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
无油腻感 ♦ ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ♦ ■

传输阻力 ♦
抗水洗 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ■

防水 ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦
润湿 ♦ ♦ ♦
水溶性 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

优势
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APPLICATIONS
Antiperspirant / Deodorant ■ ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦
Cleansers ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■

Creams ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Color Cosmetics ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ■

Lotions ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■

Serums ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦
Sun Care ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■

Shaving ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■

BENEFITS
Cushion ■ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■

Emulsifier
Film Forming Properties ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■

Foam Stabilization ♦ ♦ ♦
Long Wear ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lubrication ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦ ■ ♦ ■ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦
Moisturizing ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦
Oil Repellency ♦ ♦
Organic Compatibility ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Skin Protectant ■ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ♦
Spreadability ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■

Suitable For Clear Formulations ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Suitable For Pigment Coatings ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Tack Reduction ♦ ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ♦ ■

Transfer Resistance ♦
Wash Off Resistance ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ■

Water Repellency ■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ■ ■ ♦
Wetting Agent ♦ ♦ ♦
Water Solubility ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ■ ■ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

■ ■

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

♦
■ ■ ■ ■ ■

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
■ ■ ■ ♦ ■ ■

♦ ♦ ♦ ♦

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■

■推荐
♦强烈推荐

应用
止汗剂和除臭剂
清洁剂
面霜
彩妆
乳液
精华液
防晒
洁面

缓冲
乳化
成膜
稳泡
耐磨
润滑
保湿
拒油
有机物相容性
护肤
延展
适用于透明配方
适用于处理粉体
无油腻感
传输阻力
抗水洗
防水
润湿
水溶性

优势



是

否

Andisil® SP 518
Andisil® SP 518C
Andisil® CP 2050

Andisil® SP 2318
Andisil® SP 2318C
Andisil® SP 4409
Andisil® CP 3020*

弹性优先？

是

否

D5是否可用 

是

否

Andisil® SP 518
Andisil® SP 518C
Andisil® CP 2050

Andisil® SP 2318
Andisil® SP 2318C
Andisil® SP 4409
Andisil® SP 1001
Andisil® CP 3020*

弹性优先？

是

否

Andisil® CP 2050

Andisil SP 518
Andisil SP 518C

弹性优先？

是

否

Andisil® CP 3020*

Andisil® SP 2318
Andisil® SP 2318C
Andisil® SP 4409
Andisil® SP 1001

Andisil® CP 2050

Andisil SP 518
Andisil SP 518C

弹性优先？

是

否

Andisil® CP 3020*

Andisil® SP 2318
Andisil® SP 2318C
Andisil® SP 4409

O/W乳液 Andisil® SP 4412

S/W乳液 Andisil® SP 4412

W/O/W乳液 Andisil® SP 518
Andisil® SP 1001

乳化剂决策树

W/O乳液 

无PEG乳化剂 Andisil® CP 3020

W/S乳液
D5是否可用 



Beauty.
In the hands of the 
formulator

安必亚特种有机硅（南通）有限公
司为个人护理市场提供最广泛的有
机硅材料，并可按照客户配方的特
殊需求定制产品。

创新的技术团队和全球资源使我们
能够快速有效地提供最新的研发技
术。

安必亚特种有机硅（南通）有限公
司提供个性化和灵活度更高的服
务，以满足每一位客户的需求。

我们的销售，物流，生产以及研发
均通过ISO9001认证。

关于我们

安必亚特种有机硅（南通）有限公
司为个人护理市场提供最广泛的有
机硅材料，并可按照客户配方的特
殊需求定制产品。

创新的技术团队和全球资源使我们
能够快速有效地提供最新的研发技
术。

安必亚特种有机硅（南通）有限公
司提供个性化和灵活度更高的服
务，以满足每一位客户的需求。

我们的销售，物流，生产以及研发
均通过ISO9001认证。

关于我们

中国分公司地址
江苏省南通市崇川区世伦路300号
创源科技园6号楼403室

联系电话
0086-513-81105257

邮箱
info@andisil.cn 

网址
www.andisil-personal-care.com




